Priloha ¢. 1

Rozvoj technické zakladny NMS podle jednotlivych oboru metrologie

1. Metrologie délky a rovinného uhlu

Obor metrologie délky vyuziva a rozviji poznatky a metody optiky, kvantové fyziky,
teorie relativity, laserové fyziky, elektroniky, fyziky pevnych latek, navigace a samoziejmée
mechaniky. Rozsah méfenych rozmér se pohybuje od atomovych miizek (2x10™ m) pres
nano- a mikro-technologické, bézné strojirenské a obecné technologické objekty, k méfeni
velkych téles, staveb, geodézii a kartografii az ke kosmickym rozmériim, satelitni navigaci
nebo projektim geologického prizkumu nerostnych surovin pomoci sledovéani tvaru
gravitac¢ni ekvipotencidlni plochy flotilou druzic, jejichz vzdalenost je pfesné métena. Méfeni
délkovych rozméri je jedno z nejbéznéjSich a témér nelze nalézt obor, kde by ho nebylo

zapotiebi. Proto je jeho rozvoj podle zamyslené koncepce dulezity v Sirokém spektru odvétvi.

Koncepce rozvoje metrologie délky a rovinného uhlu je rozdélena na casti:

a. Metrologie délky

b. Metrologie velké délky

C. Metrologie rovinného uhlu

a. V oboru metrologie délky je cilem:

Vi.

Zefektivnéni provozu statniho etalonu délky s vyuzitim technologie
vlaknového fs hiebene.
Termin: 12/2016

Zptesnéni absolutni metrologie délky a vzdalenosti zavedenim technologie
vyuZivajici pulsniho laseru v kombinaci se spektroskopii.
Termin: 12/2014

Zajisténi ndvaznosti a transfer technologii v oblasti primarnich etalonti délky
do technické praxe vcetné technologie stabilizovanych laser a ptesnych
optickych laserti a interferometrti (véda, vyzkum, Zivotni prostfedi, vefejna
sprava).

Termin: 12/2012

Vyvoj optického etalonu kmito¢tu pro primérni etalondz délky a Casu.
Termin: 12/2019

Zavedeni primarni etalonaze délky pro oblast nanotechnologie a metrologické
zajiSténi pro oblast primyslovych aplikaci.
Termin: 12/2013

Metrologické zajisténi analyzy nanocastic.
Termin: 12/2013



Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Zavedeni metrologické navaznosti méfeni obecnych ploch pomoci scanovacich
laserovych sond.
Termin: 12/2012

Zpiesnéni primarni etalondze méfeni tvaru zavedenim novych laserovych
a dotykovych technologii.
Termin: 10/2011

Zajisténi metrologické navaznosti v oblasti méfeni strojirenskych soucasti
rentgenovym zafenim, tomoskopie.
Termin: 6/2014

Rozsiteni statniho etalonu drsnosti o oblast meéfeni drsnosti povrchu
bezdotykovou metodou.
Termin: 12/2014

Zptesnéni metrologické nadvaznosti v oblasti velké délky, zejména pro aplikace
ve stavebnictvi a oblast legalni metrologie.
Termin: 12/2012

Zptesnéni metrologické navaznosti pro oblast strojirenstvi (kruhovitost).
Termin: 12/2014

b. 'V oboru metrologie velké délky je cilem:

ZvySeni presnosti méfeni na geodetické zdkladné doplnénim absolutniho
trackeru do kompletu statniho etalonu velkych délek.
Termin: 12/2012

C. 'V oboru metrologie rovinného tihlu je cilem:

Zptesnéni statniho etalonu rovinného thlu pomoci autocoliméatoru.
Termin: 12/2014

2. Metrologie hmotnosti a k ni vztaZzenych veli¢in

Vazeni, respektive méfeni hmotnosti je druhym z nejbéznéjSich méteni. Lze je nalézt
ve védeé, vyzkumu, vyrobé, obchodu, sluzbach (kde jde predevSim o prepravu nakladi,
dopravu zasilek) a dale v oblasti ochrany Zivotniho prostiedi a v zeméd¢€lstvi. Méfeni
hmotnosti (vézeni) je také zakladem pro mnoho nepiimych metod méteni, naptiklad pro
chemické analyzy, védecky vyzkum, biologii, zdravotnictvi. Znacnou c¢ast rozsahu aplikaci
pokryva primyslova vazici technika, ktera v CR v pomémé kratké dobé prodélala skutednd
radikdlni zmény. V tomto oboru jsou nasledujici cile:

Zptesnéni primarni etalondze pevnych latek pomoci etalonu na principu
kifemikového artefaktu.
Termin: 12/2014

Zavedeni méfeni hustoty vzduchu a riznych plyn pomoci specidlnich zavazi.
Termin: 12/2014

Posileni technickych kapacit v oblasti posuzovani shody podle MID a NAWID
Vv oblasti klimatickych zkousek.
Termin: 12/2012



3. Metrologie sily a momentu sily

a.

b.

Potieba sluzeb v tomto oboru odpovida sou¢asné situaci primyslu v CR. Obecné
stale spiSe ubyva tézkého strojirenstvi a hutnictvi, tudiz také velkych siloméra a métidel
momentu sily. Ve zkuSebnictvi je situace podobnd, navic stupfiovana tim, ze zkuSebni zafizeni
pro zkouseni materidlu prestala byt stanovenymi méfidly. Ve stavebnictvi jsou pozadavky
stabilni. Naopak vzrist pozadavkl na kalibraci je zaznamenan u métidel, pouzivanych pro
montazni prace na vyrobnich linkéch apod.

Koncepce rozvoje metrologie sily a momentu sily je rozdélena na dvé zakladni ¢asti:

a. Metrologie sily

b. Metrologie momentu sily

V oboru metrologie sily je cilem:

Dokonceni rekonstrukce statniho etalonu sily ESZ 1 MN.
Termin: 12/2012

Dokonceni etalonu sily ESZ 500 N a jeho vyhlaSeni statnim etalonem sily.
Termin: 12/2014

Navrzeni a zkonstruovani etalonu sily v rozsahu 0,2 N az 10 N. Etalon bude
vyuzivan pro primarni etalonaz velmi malych sil.
Termin: 12/2015

V oboru metrologie momentu sily je cilem:

Dobudovani a vyhlaseni etalonu EZMS 100 N-m statnim etalonem momentu
sily.
Termin: 4/2012

Navrzeni a zkonstruovani etalonu momentu sily 0,2 N-m az 10 N-m. Etalon
bude vyuzit pro piesnou etalondz velmi malych momentt sily.
Termin: 12/2015

Zajisténi metrologické navaznosti méfeni dynamickych momentd minimalné

na urovni sekundarni etalonaze.
Termin: 12/2014

4. Metrologie tlaku a vakua

Obor je vyznamny pro celou fadu primyslovych aplikaci, zdravotnictvi, ochranu
zivotniho prostiedi. Zejména obor vakua je kliCovy pro zajisténi provozu pokrocilych
technologii. Projevuje se zde znatelny trend rstu pozadavkl na metrologické zajisténi v ¢im
dal vyssim vakuu. V oblasti metrologie tlaku a vakua je zdmérem zlepSovat nejistoty statnich
etalond, roz$ifit technické parametry primarni etalonaze, zvySit automatizaci méieni
a vypoctl a reagovat na nové pozadavky klicovych obort napft. plyndrenstvi.

V oboru metrologie tlaku a vakua je cilem:



I.  Metrologické zajisténi primarni etalonaze vakua v oboru UHV v rozsahu
minimalné do 1-10° Pa (optimalné do 1-107% Pa) na urovni statniho etalonu.
Termin: 12/2015

ii. Metrologické zajisténi primarni etalonaze vakuovych He netésnosti vcetné
konstrukce a charakterizace statniho etalonu.
Termin: 12/2015

ili. Vybudovani primarniho etalonu vakua na principu dynamické expanze
V pfechodovém rezimu pro rozsah minimalné od 10° Pa do 10 Pa (optimalné
od 10" Pa do 107 Pa).

Termin: 6/2013

Iv. Metrologické zabezpeceni pozadavkl ,inteligentnich plynarenskych siti®.
Termin: 6/2015

V. Metrologické zajisténi primarni etalonaze atmosférickych netésnosti v rozsahu
od 1 do 50 g/rok.
Termin: 12/2012

Vi. Zpiesnéni statniho etalonu pietlaku v olejovém médiu do 500 MPa.
Termin: 6/2014

vii. Zptesnéni primarni etalonaze vibraénich ptevodnika hustoty plynt.
Termin: 6/2013

5. Metrologie pritoku a objemu

Koncepce rozvoje metrologie priitoku a objemu je rozdélena na ¢asti:
a. Metrologii pratoku plynu

b. Metrologii pritoku a objemu kapalin
a. Metrologie prutoku plynu

Do tohoto oboru spadd meéfeni proteCeného objemového nebo hmotnostniho
mnozstvi plynu, pritoku plynu a také anemometrie, coz je mé&feni rychlosti proudéni.
Vzhledem k tomu, Ze v CR neni obor anemometrie primarné zajistén, je zamérem tento obor
zavést v CMI, coz vyzaduje vybudovani laboratofe s acrodynamickym tunelem a etalonem.

Doplnéni stavajictho zkusebniho zatizeni v CMI o teploté-vlhkostni komoru umozni
zavedeni zkousek membranovych plynoméri s teplotni kompenzaci, které se jiz v CR
pouzivaji. Zaroven dané zkuSebni zafizeni umozni provadéni schvalovani rtznych typi
membranovych plynomérii, pro coZ je nutné vybudovat testovaci zatfizeni pro dlouhodobé
zkouSky membranovych plynomérti zemnim plynem.

V tomto oboru se pfedpokladd provedeni sledovacich praci v oblasti vysokotlakych
kalibraci zemnim plynem, jejichZ cilem je schopnost poskytnuti odborné sluzby a know-how
pfi vybudovani zkuSebniho zafizeni pro vysokotlaké zkousky plynomérti a pritokomeért
zemnim plynem, pouzivanych pfi métfenich v tranzitnich a distribucnich sitich zemniho plynu.



K tomu jsou stanoveny cile:

i. Realizace statniho etalonu sloZzeného z anemometrického tunelu a etalonu na
principu Laser Doppler Anemometry (LDA).
Termin: 6/2013

ii. Rozsifeni rozsahu a zpfesnéni statniho etalonu malého hmotnostniho pratoku
plynu smérem k malym pritokam.
Termin: 12/2014

iii. Priprava koncepce zajisténi vysokotlakych zkousek plynoméri v CR.
Termin: 9/2016

IvV. Zajisténi zkouSek membranovych plynoméri podle postupu B nafizeni vlady
&. 464/2005 Sh. v CR, véetné zkousek danych plynoméril v teplotni komote
a zkousek jejich dlouhodobé stability zemnim plynem.
Termin: 12/2013

b. Metrologie prutoku a objemu kapalin

Do tohoto vyznamného oboru spadd meéfeni pritoku a objemu kapalin
a zkapalnénych plynli (zejména voda, kapalné potraviny, ropa, ropné¢ produkty
a dalsi). Navazna méteni v CR se vyznamné tykaji regulované sféry.

V oblasti pratoku a objemu kapalin je planovano:

i. Rozsifeni primarniho etalonu pritoku a prote¢eného mnozstvi vody v oblasti
malych pritoki.
Termin: 12/2012

Ii. Zptesnéni primarni etalonaze prutoku a proteCeného mnozstvi vody pomoci

technologie chlazeni media.
Termin: 12/2013

6. Metrologie akustiky a kinematiky

Rozvoj metrologie akustickych veli¢in bude zaméfen do oblasti, kde jsou realné
potieby a poZadavky zakaznikl, zejména z fad primyslu, dopravy nebo zdravotnictvi. Bude
zohlednén trend zpisobli méfeni metrologickych veli¢in viceucelovymi systémy. Koncepce
rozvoje akustiky a kinematiky je rozdélena na dvé zakladni ¢asti:

a. Metrologie akustiky
b. Metrologie kinematiky

a. 'V oboru metrologie akustiky je planovano:

I.  Vybudovani laboratoie pro méfeni citlivosti pracovnich mikrofont ve volném
poli s vyuzitim impulsni metody a pro méfeni smérovych charakteristik
mikrofont, pfipadné dalsi akustickd méfeni.

Termin: 09/2012



Ii. Rozsifeni recipro¢niho kalibra¢niho systému pro moznost méfeni ve volném
poli.
Termin: 12/2013

ili. Rozsifeni metrologického zajisténi akustickych kalibratort pomoci systému
B&K Pulse .
Termin: 12/2014

Iv. Metrologické zajisténi kalibratorti akustické intenzity.
Termin: 12/2014

b. V oboru metrologie kinematiky je planovano:

I.  Dobudovani primarni etalonaze pfimocarych vibraci harmonického priubéhu
s ohledem na kmitocty vyssi nez 10 kHz.
Termin: 12/2013

ii. Zavedeni etalonaze dynamické sily fadu desitek N v kmitoctovém pasmu
od 20 Hz do 10 kHz pro kalibrace snimac¢t dynamickych sil pouzivanych napft.
v umélych mastoidech a zkuSebnich kladivech.
Termin: 12/2012

7. Metrologie elektrickych veli¢in, ¢asu a kmitoc¢tu

Metrologie elektrickych veli¢in mé uplatnéni ve vSech oblastech hospodéaistvi a védy
vzhledem k tomu, Ze vétSina procest véetné métfeni neelektrickych veli¢in je zprostifedkovana
pravé elektrickym signalem. Mimotfadny ekonomicky vyznam ma pfesné méteni ve vyrobe,
v distribuci a spotiebé elektrické energie, v komunikacich, v dopravé, ale 1 ve védé.
Neopomenutelné jsou ale 1 aplikace v ,neekonomickych®* oblastech, napftiklad
ve zdravotnictvi.

Rozvoj metrologie elektrickych veli¢in je zaméfen piedev§im na dobudovani
a modernizaci souboru etalonll a rozSifeni méficich schopnosti. Koncepce rozvoje méteni
elektrickych veli€in, ¢asu a frekvence je rozdélena na ¢asti:

a. Metrologie stejnosmérného napéti
. Metrologie nf stfidavého napéti
Metrologie stejnosmérnych prouda

. Metrologie stfidavych prouda

b

c

d

e. Metrologie elektrického odporu

f. Metrologie elektrické impedance

g. Metrologie elektrickych signala

h. Metrologie elektrického vykonu a prace

i. Metrologie ¢asu a kmitoctu



a.

V oboru metrologie stejnosmérného napéti je cilem:

i. Zpiesnéni statniho etalonu stejnosmérného napéti pomoci technologie
kvantového Josephsonova jevu.
Termin: 1/2012

Ii. Rozsifeni statniho etalonu stejnosmérného napéti pro automatizovand meéteni
zenerovych referenci kvantovym etalonem.
Termin: 12/2012

V oboru metrologie nf stfidavého napéti je cilem:

i. Rozsifeni metrologického zajisténi AC/DC diference az do kmito¢tu 100 MHz.
Termin: 12/2013

ii. Zpfesnéni etalonaze malych stfidavych napéti nahrazenim SJTC
mikropotenciometrt PMJTC mikropotenciometry.
Termin: 12/2013

iii. NavrZeni a realizace vypocitatelného etalonu na zakladé modelovani SJTC se
znamymi parametry R, L, C.
Termin: 12/2015

iv. Zpracovani studie proveditelnosti vybudovani statniho kvantového etalonu
sttidavého napéti.
Termin: 12/2016

V oboru metrologie stejnosmérnych proudu je cilem:

I. Rozsifeni méficich schopnosti pro méfeni velmi malych proudd (1 fA az
1 pA).
Termin: 12/2013

V oboru metrologie stiidavych prouda je cilem:
i. Rozsifeni schopnosti méfeni do 100 A a 100 kHz.
Termin: 12/2014

V oboru metrologie elektrického odporu je cilem:

i. Zpfesnéni statniho etalonu elektrického odporu na bazi KHJ pomoci CCC
(kryogenniho proudového komparatoru)
Termin: 12/2012

ii. Zptesnéni a rozSifeni primarniho etalonu elektrického odporu pomoci
technologie grafenového elementu KHJ pfi vyssich teplotach.
Termin: 12/2015

V oboru metrologie elektrické impedance je cilem:

I.  Vyzkum vyuziti stiidavého KHJ pro metrologii impedanci, charakterizace
vlastnosti vzorkit KHJ pro stfidavd méteni.
Termin: 12/2014

ii. Zptesnéni primarni etalonaze impedance a elektrické kapacity s vyuzitim
stiidavého KHJ.
Termin: 12/2016



iii. Konstrukce a optimalizace novych Sirokopasmovych vf etaloni R a C (pro
kmitocty do 100 MHz).
Termin: 12/2015

g. V oboru metrologie elektrickych signali je cilem:

i. Zavedeni novych metod méfeni THD (nelinearniho zkresleni) s vyuzitim
digitalnich technik a rychlého vzorkovani signélu.
Termin: 12/2013

Ii. Zptesnéni méteni fazového uthlu dvou signali pomoci rychlého vzorkovani
signall a digitalnim zpracovanim takto ziskanych dat.
Termin: 12/2014

h. 'V oboru metrologie elektrického vykonu a prace je cilem:

I. Zajisténi etalonaze analyzatord kvality elektrické energie dle pozadavku
soucasnych technickych norem pro kvalitu elektrické energie.
Termin: 12/2013

ii. Rozsifeni frekvenéniho rozsahu méfeni elektrického vykonu az do 1 MHz.
Termin: 12/2015

i. V oboru metrologie ¢asu a kmitoctu je cilem:

i. Inovace technického vybaveni laboratofe pro Casovy transfer prostfednictvim
druzicovych systému a provadéni ¢asového transferu pomoci vSech dostupnych
druzicovych systémii.

- Vyuziti novych signalt GPS L2C a L5 a zavedeni ¢asového transferu ve 3
kmitoctovych kanalech.
Termin: 12/2012

- Vyuziti signald GLONASS.
Termin: 12/2013
- Vyuziti signalti Galileo.
Termin: 12/2014
ii. Rozsifeni realizace ¢asového transferu prostfednictvim optickych linek v CR
i do zahrani¢i. Pfedpokladané navazani laboratoii: VUGTK Pecny, UPT AV

CR Brno, BEV Videii a CMI Praha.
Termin: 12/2015

Planované rozsiteni sluzeb, souvisejicich s distribuci pfesného ¢asu v siti internet, ma
zajistit splnéni vSech poZadavkii bankovniho sektoru a dalSich uzivatelii (Casova
razitka, bezpecnost, certifikace).

8. Metrologie magnetickych veli¢in

Metrologie magnetickych veli¢in ma wuplatnéni v pramyslovych aplikacich
magnetickych c¢idel, které vyzaduji odpovidajici metrologické prostfedky k zajiSténi
navaznosti a validaci parametri snimacii. Mezi sledované parametry patii citlivost, teplotni
zavislost, Sum pfi velmi nizkych kmitoctech, offset, linearita.



V oblasti magnetickych veli€in jsou hlavni cile zaméfeny na:

i. Rozsifeni etalonaze stiidavé magnetické indukce pro kmito¢ty do 50 kHz pro
kalibrace stiidavych analyzatort pole s 3-0sou sondou.
Termin: 12/2013

Il.  Zajisténi metrologické navaznosti teslametrd s Hallovymi sondami pro méfeni
sttidavé magnetické indukce do 1 T.
Termin: 12/2016

9. Metrologie teploty a vihkosti

Obor zajistuje metrologické sluzby v oblasti kontaktniho 1 bezkontaktniho méfeni
teploty, kalibrace teploméri, kalibrace celych méficich fetézcd, obdobné pak v i v oboru
vihkosti. S oborem teploty bezprostiedné souvisi metrologie tepla (energie). Oblast méfeni
teploty a vlhkosti je pomérné Siroce rozsifena. Koncepce rozvoje méfeni teploty a vihkosti je
rozd¢lena do zakladnich kategorii:

a. Kontaktni termometrie
b. Bezkontaktni termometrie

c. M¢fteni vlhkosti pevnych latek a plyna

a. V oboru kontaktni termometrie je cilem:

I. Zajisténi primarni metrologie velmi nizkych teplot véetné rozsifeni statniho
etalonu teploty o trojny bod argonu (-189 °C).
Termin: 12/2014

ii. Vybudovani laboratofe pro méfeni termoelektrickych ¢lankt do teploty
1800 °C vcetné zajisténi ndvaznosti pro eutaktické body.
Termin: 12/2012

b. V oboru bezkontaktni termometrie je cilem:

i. Vybudovani primarniho etalonu bezkontaktni termometrie na principu
pyrometru zalozeného na kombinované technologii pevnych bodi a dvojice
pyrometru v rozsahu (-80 az 100) °C, resp. (500 az 1500) °C.

Termin: 12/2013

ii.  Metrologické zajisténi termografickych méfeni povrchové teploty budov
a objektti pro ucely prokazovani jejich energetické naroc¢nosti.
Termin: 12/2013

iii.  Zajisténi metrologické navaznosti pro bezkontaktni méfeni teploty v 1ékafstvi
a pii bezpecnostnich kontrolach (teploméry usni a celni).
Termin: 12/2014

Iv. Vybudovani etalonu pro meéfeni emisivity povrchu materiald v teplotach
do 1700 °C pfti vinovych délkach od 1pum.
Termin: 12/2013



V oboru méfeni vlhkosti pevnych latek a plynti je cilem:

Vybudovani primarniho etalonu vlhkosti vzduchu za atmosférického tlaku
Vv rozsahu (5 az 95) % RH.
Termin: 12/2012

Vybudovani statniho etalonu vlhkosti plynného média do tlaku 10 MPa
Vv rozsahu teploty rosné¢ho bodu (-30 az +50) °C.
Termin: 12/2013

10. Metrologie ionizujiciho zareni

11.

Predmétny obor metrologie ma pomérné rozsahlé vyuziti napt. v jaderné energetice,
zdravotnictvi, ale 1 v prumyslu ¢i Zivotnim prostiedi. Navrzené cile sleduji naplnéni
nezbytnych pozadavki na laboratore CMI vyvolané potiebami praxe. V oboru ionizujiciho
zéfeni jsou hlavni cile zaméfeny na:

Vi.

Zajisténi metrologie dozimetrickych veli¢in v diagnostické radiologii
se zamétenim na méfidla typu KAP-metr a DAP-metr.
Termin: 12/2013

Zajisténi standardizace mamografickych kvalit zafeni X.
Termin: 12/2014

Rozsiteni méfici schopnosti a snizeni nejistoty standardizace veli¢iny aktivity
Vv oblasti zachytovych radionuklidi pomoci technologie nového tlakového
proporciondlniho pocitace v sestavé 4n X-y koincidence.

Termin: 6/2012

Rekonstrukce sestavy TDCR s kapalnymi scintilatory a doplnéni kanalu

detekce zafeni y pro koincidenéni méteni.
Termin: 12/2015

Zavedeni standardni metody pro charakterizaci germaniovych detektorli pro
vypoCet pikovych a totalnich ucinnosti detekce metodou Monte Carlo
a vypocet opravy na koinciden¢ni sumace piti spektrometrickém méfeni.
Termin: 12/2013

Metrologické zajisténi vystavby novych jadernych energetickych zdroji v CR.

Termin: pribézné dle potieby.

Metrologie v chemii a biologii

Metrologie v chemii (metrologie latkového mnozstvi) zasahuje napt. do petrochemie,
zemeédelstvi, potravinaistvi, zpracovani odpadi, zdravotnictvi, klinické biochemie, ale 1 napf.
do hutniho primyslu, kde produkce smétuje k vyrobé vysoce kvalitnich materialii podminéné
Spi¢kovou méfici technikou. V této oblasti bude metrologie vyuZzivat decentralizovany systém
metrologického zabezpeéeni. V. CMI je volena cesta relativné uzké specializace.
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Koncepce rozvoje metrologie v chemii a biologii je rozdélena do oblasti:

a.
b.

C.

Metrologie plynnych smési
Metrologie fyzikalni chemie

Metrologie v biochemii

a. V oblasti metrologie plynnych smési je cilem:

Zavedeni primdrni metrologie binarnich plynnych smési a syntetického
energetického plynu z pfedsmési vcetné¢ vybudovani pracovisté pro kontrolu
kvality vstupnich surovin pfi gravimetrické piipravé plynnych smési.

Termin: 6/2013

Vybudovani pracovis§té pro automatické oveéfovani analyzatora alkoholu
v dechu (AAD).
Termin: 12/2012

Zavedeni primarni metrologie gravimetrick¢ pfipravy plynnych smési
s obsahem sirnych slozek.
Termin: 12/2013

Metrologické zajisténi na primarni Grovni pro kalibrace analyzatort spalin
a analyzatort plynt (napf. methan, oxid uhelnaty apod.).
Termin: 12/2014

b. V oblasti metrologie fyzikalni chemie je cilem:

Rozsiteni rozsahu statniho etalonu pH (od 1 — 10).
Termin: 12/2014

Vybudovani primarniho etalonu latkového mnozstvi.
Termin: 12/2016

C. 'V oblasti metrologie v biochemii je cilem:

Vypracovani analyzy ke koncepci jednotného metrologického zajiSténi
biochemickych a biologickych veli¢in v CR.
Termin: 12/2013

12. Metrologie optickych veli¢in

Koncepce rozvoje metrologie optickych veli¢in zahrnuje nasledujici oblasti:

a.
b.

Opticka radiometrie detektorti optického zafeni
Optické radiometrie zdroji optického zateni (spektralni emise zdroji optického
zateni)

Fotometrie

. Méfeni spektralnich parametrti optickych materialt
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e. Méfeni barev a ostatnich spektralné-integralnich parametrtt optickych

materiala

f. Vlaknova optika

Spektralni rozsah méfenych velicin je 200 nm az 50 000 nm. Toto vymezeni respektuje
¢lenéni oboru postupné ustdlené v ramci CCPR BIPM a nasledné v databazi KCDB
CIPM v letech 2000 — 2010.

a. V oboru optické radiometrie detektort optického zafeni je cilem:

Metrologické zajisténi kvantové telekomunikace pomoci technologie citaci
fotont a detektorti malych fotonovych tokt.
Termin: 12/2013

Rozsiteni metrologického zajisténi o oblast 2000 nm - 50 000 nm.
Termin: 12/2015

b. Voboru optické radiometrie zdroju optického zafeni (spektralni emise zdroju
optického zafeni je cilem:

Dobudovani oboru radiometrie zdrojii optického zafeni v CMI pro spektralni
rozsah 220 nm az 2 500 nm na primarni trovni dosahujici nejistoty 1.8 % rel.
ve VIS a NIR oblasti a 2,5 % rel. v UV oblasti. Hlavni aplikacni oblasti bude
méteni zdroji UV zafeni pro presnéjSi metrologickou kontrolu UV solarii
a kalibraci spektro-radiometric pouzivanych pro méfeni radiometrickych
parametrti novych technologii (LED, OLED, Xe zafice).

Termin: 12/2012

C. 'V oboru fotometrie je cilem:

Metrologické zajiSténi méfeni prostorové a spektralni charakterizace
modernich svételnych zdroju (napi. LED/OLED).
Termin: 12/2013

Metrologické zajiSténi méfeni svételné energetické ucinnosti modernich

svételnych zdroji.
Termin: 12/2013

d. 'V oblasti méfeni spektralnich parametri optickych materialt je cilem:

Vyvoj nového primarniho etalonu na principu referenéniho gonio-spektro-
reflektometru pro méteni spektralni odraznosti optickych materiald, minimalné
pro spektralni oblast 380 nm - 800 nm.

Termin: 12/2013

Rozsiteni spektralniho rozsahu referenéniho gonio-spektro-reflektometru pro
méfeni spektralni odraznosti optickych material pro spektralni oblast UV
a NIR.

Termin: 12/2016
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e. Voblasti méfeni barev a ostatnich spektralné-integralnich parametrd optickych
materiali je cilem:

Metrologické zajisténi ndvaznosti métidel metalickych barev a kolorimetrie
novych strukturovanych povrchi.
Termin: 12/2013

f.  V oboru vlaknové optiky je cilem:

Rozsiteni primarni etalonaze o oblast méfeni OTDR (optical time domain
reflectometry) a etalondz OA - optickych vldknovych atenuator.
Termin: 12/2014

13. Nanometrologie

Tento specificky a perspektivni obor zahrnuje metrologické zajisténi méfeni rozmért
2D a 3D objektli o alespon jednom rozméru mensim nez 100 nm a méfeni vsech fyzikalnich

veli¢in geometricky lokalizovanych v objemu ¢i ploSe o alespon jedné hrané mensi
nez 500 nm. Obor podporuje vyvoj novych materialti a technologii. V oboru nanometrologie
jsou hlavni cile zaméfeny na:

Rozvoj etalonli pro pfesnd méfeni morfologie povrchu v lateralnim rozsahu az
Ix] cm s vyuZitim rastrovaci sondové mikroskopie vyuZzivajici viceosych
interferometrickych systémii a metod meétfeni dat s proménnym rozliSenim
Termin: 12/2012

Rozvoj technik pro analyzu mechanickych vlastnosti v nanomé&titku metodami
nanoindentace a vrypové zkousky, véetn¢ analyzy nejistot metodou Monte
Carlo.

Termin: 12/2013

Vyvoj metod pro kvantitativni analyzu nanocastic.
Termin: 12/2013

Vyvoj experimentilnich a numerickych metod pro kvantitativni analyzu
lokalnich fyzikalnich vlastnosti materidlli metodami rastrovaci sondové
mikroskopie (rastrovaci optickd mikroskopie v blizkém poli, rastrovaci
termalni mikroskopie, Kelvinova sonda, aj.)

Termin: 12/2014

13



